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기술명

입자 포획 장치

l 특 허 번 호 : 10-2009-0123704 l 보 유 기 관 : 한국표준과학연구원

l 패밀리정보 : 없음

l 패키징특허 : 없음

 기술개요

Ÿ 반도체 공정 장비의 공정실과 연결되어 있는 진공 배기 라인의 내면에 생기는 불순물과 잔류물을 제거하는 장치

Ÿ 활용처 : 반도체

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 시간이 경과함에 따라, 분말성 잔류물 및/또는 입자의 
누적은 심각한 문제를 야기함

Ÿ 분말성 잔류물 및 입자는 주기적으로 세척된다 
하더라도, 누적 물질은 진공 펌프의 정상적인 작동을 
방해할 뿐 아니라, 그 유효 수명을 급격히 단축시킴

Ÿ 고체의 물질은 포라인(foreline)에서 공정 챔버 안으로 
역류되어, 공정을 오염시킬 수 있음

Ÿ 입자 포획 장치는 배기 라인의 유량 컨덕턴스에 영향을 
거의 주지 않으면서 오염 가스에 회전력을 제공함

Ÿ 회전력을 받은 오염된 입자는 관성을 가지고 입자 
포획부에 제공되어, 효율적인 입자 포획이 가능함

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 오염 가스는 헬리칼 배플(120a)에 의하여 회전력을 
받아 회오리를 형성함. 오염 가스에 포함된 입자들은 
주배기관(110a)의 중심부로 집중되거나 주배기관의 
내주면으로 집중됨. 오염 가스는 입자 포획부에 공급됨

Ÿ 헬리칼 배플은 오염 가스에 회전력을 부여할 수 있는 
한 다양하게 변형될 수 있음
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